Technické udaje

Al

|

iTechhologie DuPont

Fotografické filmy a chemikalie

Riston” Fady 200

Suchy fotopolymerni negativni fotoresist vyvolatelny vodou

Kvalita téchto vyrobkii odpovida normé ISO 9002 od DQS

Viechny produkty fady Riston”™ jsou vyrabdny za piisné kontorolovanych podminek a maji
vysSe uvedené osvédCeni jakosti, které Vam na vyzadani zaSle Vas mistni zastupce firmy
DuPont.

Popis vyrobku

Riston fady 200 je svétle zeleny, negativné pracujici fotorest s velmi dobrym rozliSenim
obrazu vyvinuty pro vysokou produktivitu prace v galvanickém pokoveni, tenting a kyselé
nebo alkalické leptani. Dodava se ve dvou tloustkachj 38 a 50 mic a je vyvolatelny ve
vodnich roztocich. Nabizi Siroké rozmeni pracovnich podminek a zpracovatelnost na plné
automatizovanych provozech s nizkymi provoznimi naklady a vysokou efektivitou.

Riston fady 200 lze Gspésné pouzit ve vétsiné obvykle pouzivanych kyselych a alkalickych
leptadel, 1ze také pouzit ve vétSiné kyselych galvanickych lazni véetné siranu médnatého,
cin/olovo nebo lesklého ¢i matného cinu. Tento resist nabizi vybornou pfilnavost ke vSem
povrchim médi.

Vzhledem k pruznosti a pevnosti tohoto typu resistu lze pouzit pro tenting. Pfi dodrzeni
doporucenych pracovnich podminek lze ptekryt otvory az 6 mm.

Technické adaje

Typ materidlu 215 220

Tloustka(micron) 38 50

Barva neexpon. filmu (ve Zlutém svétle) zelena zelena

Barva po expozici (ve Zlutém svétle) tmave zelena tmave zelena

Barva po expozici (v bilém svétle) modra modra

Doporucené pouziti lept. (kys. + alk.) galv. pokoveni
galv. pokoveni tenting
tenting

Laminace
215 220

Riston HRL - 24 Hot Roll Laminator

Teplota: 100°C +10°/-0°C

Rychlost: 0,6-1,5m/min

Pritlak(APAK) 0-4 bar
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Osvit 215 220

Osvitova energie (mJ/cm?) 50-90 60-100
RST kontrolni klin; 14-20 14-20
Meéfteno pies fotoptredlohu

Doba osvitu(sec) 5 6

Doba osvitu méfena na Riston PC 130 Printer s 5000W svételnym zdrojem

Doporuéené odstavné ¢asy mezi laminaci, osvitem a vyvolanim jsou cca 15 min.

Vyvolavani
Ptiblizny Cas (sec) v bézné vyvolavaci komote

Vyvolavaci roztok Teplota 215 220
0,8-1% roztok Na,COs 26-30°C 45-55 60-70
Bod vymyti 50-66%

Odpénovac: 1-3ml Foam Free 940 (nebo podobny)

Stripovéni
Ptiblizny Cas (sec) v bézné stripovaci komote

Stripovaci roztok Teplota 215 220
1,5% KOH/NaOH 45-65°C 120-150 150-180
3-4% KOH/NaOH " 65-85 75-95
Dodavané vyrobcem

(Napt. Alpha Metals, Atotech) 50°C 65-85 75-95

Vsechny vysSe uvedené udaje jsou pouze informativni a mohou se lisit podle Vasich vlastnich
podminek zpracovani.

Firma Du Pont neru¢i za ptipadné chyby JAMI Electronics s.r.o.

v prekladu. Dubenecké 827 Tel.: +420 281 930 559
19012 Praha9  Mob.:+420 603 716 490

V piipadé dalSich dotazii se obratte na E-mail: marcela.viskova@jamiel.cz

Vaseho mistniho zastupce firmy Du Pont. www.jamiel.cz
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